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Horizontal-Durchlaufanlage und Verfahren zum galvanotechnischen Be- 
handeln von Behandlungsgut 

Beschreibung: 

Die Erfindung betrifft das elektrolytlsche Behandein, Metallisieren und Atzen 
von Behandlungsgut, beispielsweise von Leiterplatten, in Horizontal-Durchlauf- 
anlagen. 

FQr die galvanoteclinische Behandlung bei der Herstellung von piatten- oder 
fbllenfamilgem Behandlungsgut, insbesondere Leiterplatten, haben sich 
Horizontal-Durchlaufanlagen bewdhrt. In diesen Aniagen wird das Be- 
handlungsgut von einer Einlaufseite zu einer Auslaufseite befBrdert. Innerhalb 
der Anlage wird das Behandlungsgut mit ElektrolytflQssigkeit in Kontakt ge- 
bracht, die je nach Behandlungsart eine IVIetallisier-, Atz- oder andere Behand- 
lungsflUssigkeit sein kann. 

Hierzu weisen Horizontal-Durchlaufanlagen im wesentlichen mit Elektrolyt ge- 
fQllte Badbehaiter auf, in denen sich die Behandlungseinrichtungen, wie 
SchwalldQsen, DOsenstocke, Anoden, Heizeinrichtungen und dergleichen befin- 
den. EIne Transporteinrichtung transportiert die zu behandelnden Telle in hori- 
zontaler oder im Ausnahmefall auch in vertikaler Ausrichtung durch die Anlage. 
FQr den Transport in der Anlage bel einer chemlschen Behandlung des Be- 
handlungsgutes warden in der Regel Walzen eingesetzt, fQr die elektrolytlsche 
Behandlung dagegen vorzugsweise RMder und/oder Klammem. 

Beim elektrolytischen Metallisieren wird das Behandlungsgut kathodisch gepolt. 
Die Gegenelektroden sind In diesem Falle die Anoden. Beim elektrolytischen 
Atzen werden das Behandlungsgut anodlsch und die Gegenelektroden katho- 



disch gepolt. Bei anderen elektrolytlschen Behandlungsarten kann das Behand- 
lungsgut entweder anodisch oder kathodisch gepolt werden, Selbstverstandlich 
gibt es auch Verfahrensarten, be! denen das Behandlungsgut nicht elektroly- 
tisch behandelt wird. 

Zur elektrischen Kontaktieaing des Behandlungsgutes wahrend des Durchlau- 
fes durch die Aniage konnen unter anderem Klammem, Zangen, Schraubkon- 
takte und KontaktrSder verwendet werden, Als Kontaktierorgane sind sowohl 
segmentierte ais auch nicht segmentierte Kontaktrader bekannt, die am Rand 
von plattenfarmigem Behandlungsgut abrollen. Die Kontaktierung mit nicht seg- 
mentierten Kontaktradem ist belspielsweise in DE 32 36 545 A1 beschrieben. 
Dort laufen die Kontaktrader, abgeschinmt gegen die Elektrolysekammer, auf 
den PlattenrSndern ab und Qbertragen auf diese Weise den elektrischen Strom 
auf die Flatten. Kontaktklammem ergreifen die Flatten, die in diesem Falle eben 
Oder auch nicht eben sein konnen, losbar an einer Seite. Diese Klammem kon- 
nen die Flatten gleichzeitig transportieren und elektrisch kontaktieren. Eine der- 
artige Klammern aufweisende Anordnung ist beispielsweise in DE 36 24 481 A1 
offenbart: Die Anordnung dient zum elektrolytischen Auftragen eines Metalls, 
insbesondere von Kupfer, auf Leiterplatten. Als Transportorgane wird eine end- 
los angetriebene Reihe einzelner Klammern eingesetzt, die die Seitenrander 
der Leiterplatten fest halten und in der Transportrlchtung in der Anordnung be- 
wegen. 

Die oberen Transportorgane in derartigen Aniagen, beispielsweise Transport- 
walzen, sind In der Regel hohenbeweglich gelagert. Beispielsweise in 
DE 32 36 545 A1 wird hierzu angegeben, dass eine die Transportwaize tragen- 
de Welle gleitend in einem vertikal geschlitzten Loch in der Seitenwand des 
Elektrolysebehalters getragen wird. Beim Einlaufen der Flatten In die Aniage 
drQcken diese die oberen Walzen jeweiis nach oben. 

Die oberen Behandlungseinrichtungen der einzelnen Behandlungsstationen 
sind Starr am Anlagenbehalter oder an elnem StQtzgerQst fiir diese Einrichtun- 
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gen befestigt. In der In DE 32 36 545 A1 beschriebenen Elektrolyseanlage sind 
die oberen Anoden belspielswetse auf Anodenhaltem getragen, die ihrerseits 
zwischen vertikalen Flatten befestigt sind. 

Der Abstand der Behandlungselnrichtungen von der Transportbahn, in der die 
Gegenstande befSrdert werden, wird im allgemeinen so gross gewShlt, dass 
auch dickste Flatten nicht an der unteren Kante der EInrichtung anstossen. 

Belm elektrolytlschen Metalllsteren hat sich herausgestellt, dass die Dicke der 
abgeschledenen Metailschlchten auf dem Behandiungsgut mehr Oder minder 
stark schwanken kann. Insbesondere an Flattenkanten wird Metall mit einer 
grdsseren Schichtdlcke abgeschieden. Urn den Einfluss unterschiedlicher Flat- 
tenformate auf die Schichtdlckenverteilung zu venlngem. insbesondere wenn 
mit hoher Stromdichte metallisiert vydrd, werden bisiier technlsch sehr aufwendi- 
ge, verstellbare, elektrisch isolierende Blenden verwendet. In EF 0 978 224 81 
1st sine Vorrichtung zum elektrolytlschen Metallisieren von Leiterplatten offen- 
bart, in der zwischen der Transportbahn fQr die Leiterplatten und den Anoden 
angeordnete Blenden vorgesehen sind. Diese Blenden sind in einer Richtung 
verschiebbar gelagert, die im wesentllchen parallel zur Transportbahn und im 
wesentlichen senkrecht zur Transportrichtung verlSuft. Je nach Grosse der Lei- 
terplatten werden die Blenden so verschoben, dass die Randbereiche der Lei- 
terplatten teilweise abgeblendet werden, so dass eine erhOhte Metallabschei- 
dung in diesen Bereichen venmleden wird, Diese Blenden werden entsprechend 
der Brelte der Leiterplatten, quer zur Transportrichtung gesehen, in ihrer Lage 
zur Leiterplatte automatisch oder manuell angepasst. 

Zur Erhdhung der Rate, mit der Metall auf dem Behandiungsgut abgeschieden 
wird, ist es erforderiich, die Stromdichte bei der Behandlung so hoch wie mog- 
lich einzustellen. Dabei hat sich jedoch gezeigt, dass die Schichtdlckenvertei- 
lung sowohl an verschledenen Stellen auf der Plattenaussenseite als auch zwi- 
schen der Plattenaussenseite und dem Inneren der Bohrungen mit zunehmen- 
der Stromdichte ungleichm§ssiger wird. Daher sind einer Stromdichteerhohung 
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Grenzen gesetzt. 

Der vorliegenden Erfindung llegt von daher die Aufgabe zugrunde, die Nachteile 
der bekannten Vorrichtungen und Verfahren zu vermeiden und insbesondere 
5 Mittel zu finden, mit denen die Behandlungsgeschwindigkeit bei elektrolytischen 
Verfahren erhoht werden kann. Gleichzeitig soli eine moglichst gleichmSssige 
Metallverteilung auf den Plattenaussenseiten und in den Innenbereichen der 
Bohrungen erreicht werden. Femer soil auch gewahrleistet sein, dass die An- 
lage problemlos und ohne Unterbrechung betrieben werden kann. 

10 

^ Diese Aufgabe wird durch die Vorrichtung nach Anspruch 1 und das Verfahren 
m nach Anspruch 13 gelost. Besonders vorteiihafte AusfDhrungsformen der Erfin- 
dung sind in den UnteransprQchen beschrieben. 

1 5 Die erfindungsgemasse l-lorizontal-Durchlaufanlage dient zum galvanotechni- 
schen Behandein von Behandiungsgut, insbesondere von platten- oder folien- 
formigem Gut und vor allem von Leiterplatten und anderen Schaltungstragem. 
Die Durchlaufanlage kann ein einzelnes Durchlaufbehandlungsmodul oder meh- 
rere in einer Reihe angeordnete derartige IVIodule umfassen, durch die das Be- 

20 handlungsgut sukzessiv hindurchgefUhrt wird. 

Die Aniage umfasst in erfindungsgemSsser Weise folgende Einrichtungen: 



(a) jeweils mindestens ein Transportorgan fur das Behandlungsgut ober- 
halb und unterhaib einer horizontalen Transportbahn, in der das Behand- 
lungsgut in einer Transportrichtung durch die Durchlaufanlage befdrder- 
bar 1st; 



25 



(b) mindestens eine Behandlungselnrichtung fOr das Behandlungsgut, 
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die oberhalb der Transportbahn angeordnet und die zusammen mit dem 
mindestens einen Transportorgan oberhalb der Transportbahn eine Bau- 
gruppe bildet; 



(c) mindestens eine Verstelleinrichtung ftir die Baugruppe, wobei die 



mindestens eine Verstelleinrichtung derart ausgebildet ist, dass die Bau- 
gruppe im wesentlichen vertikal anhebbar oder absenkbar ist und/oder 
versclnweni<bar ist, wobei die Baugmppe im letzteren Falie vorzugsweise 
um eine sich in horizontaler Riclitung, im wesentiiciien quer zur Trans- 
portriclitung erstrecl<ende Achse veracliwenl^bar ist. 

Zum gaivanoteciinisciien Beliandein des Beliandlungsgutes in der iHorizontal- 
Durciilaufaniage werden 

(a) zunSclist Daten zur Diclce des Behandlungsgutes vor dessen ZufUh- 
rung zur Durciilaufanlage erfasst und in einem Datenspeiclier gespei- 
cliert; 

(b) das Behandlungsgut in einer Transportrichtung zur Durchiaufanlage 
zugefQhrt und in einer TransportbaPin durcli die Durchiaufanlage hin- 
durcligefQIirt; 

(c) eine Baugruppe, die mindestens ein Transportorgan fQr das Behand- 
lungsgut sowie mindestens eine Behandlungseinrichtung aufweist und 
die oberhalb der Transportbahn in der Durchiaufanlage angeordnet ist, 
derart eingestellt, dass die Baugruppe gegeniiber der Transportbahn in 
Abhanglgkeit von der Dicke von jeweils passierendem Behandlungsgut 
angehoben oder abgesenkt und/oder verschwenkt wird, wobei die Bau- 
gruppe im letzteren Falie vorzugsweise um eine sich im wesentlichen 
quer zur Transportrichtung und horizontal erstreckende Achse ver- 
schwenkt wird. 

Indem die Behandlungseinrichtungen zusammen mit den Transportorganen 
eine Baugruppe bilden, die relativ zur Transportbahn. in der das Behandlungs- 
gut transportiert wird, angehoben, abgesenkt und/oder verschwenkt werden 
kann, kann der Abstand dieser Baugmppe zur Transportbahn immer Im wesent- 
lichen gleich gross gehalten werden. 

Mit zunehmender Integrationsdichte der Schaltungen muss der Durchmesser 
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der Bohrungen in Behandlungsgut, insbesondere In Leiterplatten, Immer gerin- 
ger werden. Ausserdem wird die Stromdichte bei elelrtrolytischen Verfahren 
gieichzeitig Immer grSsser eingestellt, um die Behandlungsverfahren zu be- 
schleunlgen und somit die Aniagenlange und somit den Investitionsaufwand 
veningem zu l<6nnen. Um diesen Anfordemngen gerecht zu werden, l<ann bei- 
spielsweise der Abstand der Anoden von der Behandlungsgutoberfiache vemn- 
gert werden. Dadurch wird der Behandlungsaufwand verringert und die Qualitat 
verbessert. Der Anoden/Kathoden-Abstand kann im Berelch von etwa 5 bis 
20 mm gehalten werden, um die Spitzenwirkung bei der elektrolytisclien Be- 
handlung an Kanten und Insein auf dem Behandlungsgut zu veningem. Wird 
der Abstand der Behandlungsgutoberfiache von den Behandlungseinrlchtungen 
bei herkdmmllchen Aniagen daher verringert. ergeben sich je nach der DIcke 
des Behandiungsgutes prozentuai zunehmende Unterschlede der Abstdnde an 
dessen Oberselte und Unterselte, da die Lage der unteren Behandlungsein- 
rlchtungen relativ zur Transportbahn fQr das Behandlungsgut fixiert ist, nicht 
jedoch der Abstand der oberen Behandlungsgutoberfiache zu den oberen Be- 
handlungseinrlchtungen. Der unterschiedliche Abstand der oberen und unteren 
Anode von den zu behandelnden Oberfiachen wirkt sich bei unterschiedllch 
dickem Behandlungsgut somit nachteilig aus. Zwei Gleichrichter regein den 
Strom normalerweise individuell fur jede Plattenseite. Daher kommt es zu st6- 
renden Qualitatsunterschieden an den beiden Seiten des Behandiungsgutes. 

Ausgehend von diesen Nachteilen der bekannten Vorrlchtungen und Verfahren, 
namlich dass insbesondere bei Anwendung einer hohen Stromdichte belm elek- 
trolytlschen Behandein unterschiedliche Behandlungsergebnisse an ver^hlede- 
nen Stellen auf der Leiterplattenoberfldche und zwischen der Leiterpiattenaus- 
senselte und dem Inneren der Bohrungen erhalten werden, wird eine Vergleich- 
m3ssigung des Behandlungsergebnisses, beispielsweise der Dicke des abge- 
schiedenen Metalis, dadurch emeicht, dass der Abstand der Behandlungsein- 
rlchtungen von der LeiterplattenoberflSche Im wesentllchen immer gleich gross 
gehalten wird. Ebenso wie beim elektrolytischen Metallisieren wird eine der- 
artige Vergleichmassigung auch beim elektrolytischen Atzen sowie bei chemi- 



schen (nicht-elektrolytischen) Behandlungsverfahren erreicht, beispieisweise 
indem der Abstand der ZufQhreinrichtungen fQr das flUssige Behandlungsmittel 
von der LeiterplattenoberflSche immer im wesentlichen gleich gross gehalten 
wird. Ein besonders gutes Behandlungsergebnis wird dann erreicht, wenn so- 
wohl der Abstand der Gegenelektroden zur Lelterplattenoberfiache als auch der 
Abstand der weiteren Behandlungseinrlchtungen zur Leiterplattenoberflache im 
wesentliclien gleicli gross gelialten werden. Der Abstand der unteren Beliand- 
lungsgutoberflaclie von den unteren Beliandlungseinriclitungen ist zwar test 
vorgegeben. Indem unterschiedlich dickes Beliandiungsgut beliandelt wird. 
variiert jedoch der Abstand der oberen Behandlungseinrlchtungen von der obe- 
ren BehandlungsgutoberflSche in Abh3ngigkeit von dessen Dicke. 

Um diesen Einfluss auszugleichen, werden die Behandlungseinrlchtungen in 
einer Baugruppe zusammengefasst. Der genannte Abstand kann durch Zusam- 
menfassen der Behandlungseinrichtungen mit den Transportoi^anen in einer 
Baugruppe im wesentlichen gleich gross gehalten werden, da hierdurch die 
M6giichkeit besteht, die Baugruppe an die Dicke des Behandlungsgutes an- 
zupassen, indem beispieisweise Walzen oder Rader als Transportorgane auf 
der oberen Aussenseite des Behandlungsgutes abrollen und somit die H5henla- 
ge der Baugruppe relativ zur Hohenlage der oberen Behandlungsgutoberflache 
automatisch eingestellt wird. Im SInne der vorliegenden Erfindung ist eine Ver- 
stelleinrichtung vorgesehen, mit der die Hohenlage der Baugruppe gegenQber 
der Transportbahn in Abhangigkeit von der Dicke von jeweils passierendem 
Behandlungsgut angehoben, abgesenkt und/oder verschwenkt werden kann. 
Dadurch wird die Hdhenlage der Baugruppe unabhangig von auf der Behand- 
lungsoberflSche abrollenden Transportorganen automatisch Oder manuell ein- 
gestellt. 

Sind beispieisweise dQnne Leiterplatten oder Leiterfolien mit kleinsten Bohrun- 
gen oder SacklSchern sowie mit feinsten Leiterbahnen zu bearbeiten, so kann 
der Abstand der Behandlungseinrichtungen zur oberen Behandlungsgutober- 
flache zu gross sein, well der eingestellte Abstand auch dann noch ausreichend 
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gross sein muss, urn auch dicke Flatten bearbeiten zu k5nnen. Die Platten- 
bzw. Follendicke betrSgt in der Praxis n§mllch 0,05 mm bis 10 mm. Soilen aucli 
Flatten beisplelsweise mit einer Dicke von 10 mm bearbeitet werden. so muss 
der Abstand zumindest so gross sein, dass auch diese Flatten die Be- 
liandlungseinrichtungen noch passieren kSnnen, ohne an sle anzustossen. Un- 
ter dieser Voraussetzung konnen beisplelsweise oberhalb der Transportbahn 
angeordnete SchwalidQsen felne Bohrungen in diinnen Flatten oder Pollen nicht 
mehr ausreichend durchspQIen, so dass es zu Ausschuss bei der Froduktion 
kommen kann. 

Dieses Problem wird durch die erfindungsgemSsse Aniage und das Verfahren 
geiast. 

Die Erflndung welst einen weiteren Vorteil auf: Soil auch dOnnes Material, Ins- 
besondere Folie, transportlert werden, so ist es oft vortellhaft, den Durchmesser 
von Transportwalzen zu veningem, um zu verhlndem, dass die Folien auf den 
Walzen ankleben. Allerdings hat sich herausgestellt, dass es lelcht zu Stomn- 
gen belm Betrieb der Aniage kommen kann, wenn mit diesen kleineren Walzen 
dickes l\4aterial transportlert wird, well die Walzen von den scharfkantigen Lei- 
terplatten lelcht beschadigt werden konnen oder well die verfUgbare Vorschub- 
kraft, mit der die Leiterplatten vorgetrieben werden, nicht ausreicht, diese klei- 
neren Walzen auf die dickeren Flatten anzuheben. In diesem Fall kann ohne 
weiteres ein Flattenstau entstehen. Indem die erfindungsgemSsse Aniage und 
das Verfahren eingesetzt werden, kSnnen somit die Qualltat des Behandlungs- 
gutes erhSht und Beschadigungen an den Transportwalzen vennieden werden. 

Als galvanotechnische Behandlung ist jede Behandlungsart anzusehen, bei der 
Behandlungsgut mittels flQssiger Behandlungsmittel behandelt wiitJ, insbeson- 
dere elektrolytische Behandlungsverfahren, beisplelsweise elektrolytlsche 
Metalllsier- und Atzverfahren, sowie chemlsche Behandlungsverfahren, bei- 
splelsweise stromlose und Udungsaustausch-Metallislerverfahren, chemlsche 
Atzverfahren sowie andere Behandlungsverfahren, wie Relnigungs-, Kondltio- 



nier- und Aktivierungsverfahren. 



Die Behandlungseinriclitungen Ic6nnen die Gegenelektroden bei einer elektroly- 
tlschen Behandlung des Behandlungsgutes sein. also Anoden oder Kathoden. 
Oder auch Einrichtungen zurZufDhrung von Behandlungsfluid, insbesondere 
BehandlungsflQssigkelt zum Behandlungsgut, beispielsweise SpritzdQsen, 
SchwalldOsen. SpriihdQsen und Bias- und SaugdQsen filr Gase sowie Zusatz- 
fQhmngselemente fur dQnnes Behandlungsgut. Mehrere derartiger Behand- 
lungseinriclitungen kennen zusammen mit den Transportorganen die genannte 
Baugruppe bilden. Hierzu sind die Behandlungseinrichtungen und die Trans- 
portorgane in geeigneter Weise konstruktiv miteinander verbunden. 

Die Transportorgane sind vorzugsweise Transporlwalzen oder auf eIner Achse 
angeordnete Transportrollen. SelbstverstSndlich sind auch andere Arten von 
Transportorganen denkbar. beispielsweise seitlich gefOhrte Klammem oder 
Schleppvonichtungen. 

In einer bevorzugten AusfQhrungsfonn der Erfindung ist mindestens ein Sensor 
zur Emiittlung der Dicke des Behandlungsgutes vorgesehen. Als Sensoren 
kommen Qbliche l\/lessfQhler in Betracht, beispielsweise Bauelemente. die die 
Dicke mittels Abtastung Qber Messrollen, Lichtschranken. Lasemiessgerate 
Oder dergleichen ermitteln. Die Dicke des in die Aniage einlaufenden Behand- 
lungsgutes wird jeweils mit Hiife des Sensors ermittelt und dient zur Ansteue- 
rung der Verstelleinrichtung fiir die Baugruppe. Ist mit Hilfe des Sensors fest- 
gestellt worden, weiche Dicke eine Platte oder Folie hat, die sich In der Behand- 
lungsanlage befindet. kann die HQhenlage der Baugruppe so veretellt werden, 
dass der Abstand der Baugruppe von der Flatten- oder Folienoberflache kon- 
stant bleibt, sobaid die Platte die Baugruppe passlert. Altemativ hierzu ist es 
meglich, die Dicke der Flatten einem vorher angelegten Artikeistammdatensatz 
in einer Aniagensteuerung zu speichem und zu eInem geeigneten Zeitpunkt 
wieder abzurufen. 



10 

Allerdings konnen neben dem Parameter der Plattendicke auch noch weitere 
Parameter des Behandlungsgutes in die Bereclinung der einzustellenden H6- 
lienlage der oberen Baugruppe einfliessen. Be! dicken Platten mit sehr kleinen 
Bolirungen kann zum Beispiel die HShenlage einer Baugruppe mit SchiwalidU- 
sen etwas geringer als normalerweise bei Platten mit grSsseren Botirungs- 
durciimessem eingestellt werden, um die Durciiflutung mit BeliandlungsflQssig- 
keit nocli besser zu gestalten. Dies setzt natiirlicli voraus, dass die Platten selir 
plan geformt sind. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Beliandiungsgut die 
oberen Einrichtungen streift und abbremst, so dass ein Plattenstau und damit 
Ausscliuss bei der Produktion entstetit. 

Der Sensor kann, in Transportrichtung geseiien, direkt vor der Baugruppe an- 
geordnet sein, so dass die Ermlttlung der Dicke unmittelbar anschliessend zu 
einer entspreciienden Ansteuerung der Versteileinriclitung fllr die Baugruppe 
fQhren kann. Allerdings kann eine Anordnung des Sensors In unmittelbarer NS- 
he zur Baugmppe selbst nachteillg sein, wenn sich der Sensor in diesem Fall 
innerhalb der BehandlungsflQssigkeit befindet, so dass die Dickenmessung nur 
schwierig durohfQhrbar w§re. Von daher 1st der mindestens eine Sensor vor- 
zugsweise im Einlaufbereicli der Durclilaufanlage fQr das Behandlungsgut aus- 
serhalb der galvanotechnischen Betiandlungsstufen angeordnet 

Die von dem Sensor ermittelten Daten konnen insbesondere in einen Daten- 
speiclier ubergeben werden. Hierzu werden diese Daten beispielsweise in Steu- 
ersignale konvertiert und die Steuersignale zur Ansteuerung der Verstellein- 
richtung zum Anlieben, Absenken und/oder Verschwenken der Baugruppe 
dann vorzugsweise zu einem geeigneten Zeitpunkt vom Datenspeicher aus 
Qbertragen. Um unter diesen Voraussetzungen die Baugruppe dann auf die 
Dicke des jewells passierenden Behandlungsgutes anzuheben, abzusenken 
und/oder zu verschwenken, sind femer insbesondere Mittel zur logischen Ver- 
folgung des Behandlungsgutes in der Durchlaufanlage sowie ein Steuerungs- 
system filr die mindestens eine Verstelleinrichtung fQr die Baugruppe vorgese- 
hen. Hierzu wird der jeweliige Ort, an dem sich das Behandlungsgut in der 
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Durchlaufanlage beflndet, stSndig logisch verfolgt und die Baugruppe in AbhSn- 
gigkeit von dem Ort angehoben, abgesenl<t oder verschwenkt. 

MIt den iVIitteIn zur logischen Verfolgung des Behandlungsgutes und mit dem 
Steuerungssystem ist die Hohenlage der Baugruppe an die Dicke des die Bau- 
gruppe jeweils passierenden Behandlungsgutes anpassbar. Hierzu konnen ein 
Sollwert fQr die Hoiieneinstellung der Baugruppe durch Messen der Dicke des 
Behandlungsgutes beim ZufUhren zur Durchlaufanlage ernnittelt und dann die 
aktuelle Position des Behandlungsgutes wdhrend des Durchlaufes durch die 
Durchlaufanlage berechnet oder anderweitig festgestellt werden. 

Beispielsweise kann es sich be! den Mittein zur logischen Verfolgung des Be- 
handlungsgutes um ein Rechenwerk handein, das aus der Geschwindigkeit des 
in der Aniage befSrderten Behandlungsgutes, dem Abstand zwischen dem Sen- 
sor und der Baugruppe sowie dem Zeitpunkt des Einlaufes des Behandlungs- 
gutes in die Aniage den Zeitpunkt errechnet, zu dem das Behandlungsgut die 
Baugruppe passieren sollte. Diese Mittel konnen auch weitere Sensoren umfas- 
sen, die jeweils an bestimmten Stellen in der Aniage ermittein, ob sich einzelne 
Behandlungsgutteile gerade in ihrem Bereich befinden oder ob sich dort gerade 
eine LQcke zwischen zwei Behandlungsgutteilen befindet. Selbstverstandlich 
sind auch andere Verfolgungssysteme denkbar, insbesondere eine Kombina- 
tion dieser Ausfuhrungsvarianten. 

Die Baugruppe wird durch die Steuersignale je nach der Dicke des passieren- 
den Behandlungsgutes angehoben, abgesenkt und/oder verschwenkt. Hierzu 
sind geeignete Verstelleinrichtungen vorgesehen, die die Baugruppe mittels 
entsprechender Verstellantrlebe bewegen. Die Verstelleinrichtung kann in un- 
terschiedlicher Weise ausgebildet sein: Beispielsweise kann es sich hierbei um 
eine motorisch angetriebene Exzenterwelle, eine motorlsch angetriebene Ge- 
windespindel, um eine hydraulisch oder pneumatisch angetriebene Verstellein- 
richtung Oder um einen motorisch angetriebenen Seilzug handein. 
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In einer bevorzugten AusfOhrungsform ist die Vereteiieinrichtung liydraulisch 
angetrieben. In diesem Faile l<ann die Energie zum Antrieb der Veratelleinrich- 
tung als Hilfeenergie mindestens einer Pumpe an der Durchlaufaniage entnom- 
men werden. die fDr die Versorgung von Spritz-. Sprilli- oder SclnwaildQsen 
und/oder fQr die KrelslauffQhrung von BadflQssigi<eit fOr die Badumwalzung vor- 
gesehen ist Daher mQssen niclit notwendig weitere Hilfsaggregate vorgesehen 
werden, unn die Versteileinrichtung anzutreiben. VIeimehr l<ann durcli Nutzung 
der Energie dieser Pumpen auf weitere Energiequelien verzichtet werden. so 
dass investitions- und Energiei<osten eingespart werden. Die Baugruppe kann 
in diesem Faile mittels ciiemil<alienfester FaltenbSige oder Hubzylinder Oder 
dergleiclien angehoben werden. Die HubhShe kann zum Beispiel mittels Gber 
die Transportwalzen gesteuerte hbhenveranderbare OberlSufe an den iiydrau- 
lischen Hubeinrichtungen und/oder mittels veretelibarer H5henanschiage durch 
die Steuerung der Aniage realisiert werden. 

In einer besonders bevorzugten AusfDiirungsform der Erfindung wird die Bau- 
gruppe wShrend der BefOrdemng des Behandlungsgutes durcii die Durchlauf- 
aniage so verschwenkt. dass zunachst die HOheniage des einlaufseitigen Be- 
reichs der Baugruppe an die DIcke von neu zugefQIirtem Behandiungsgut ange- 
passt wird und die Baugruppe beim weiteren Passieren des Behandlungsgutes 
emeut so verschwenkt wird, dass nunmehr die Hoheniage des auslaufseitigen 
Berelchs der Baugruppe an die Dicke dieses zugefOhrten Behandlungsgutes 
angepasst wird. Dadurch wird das Problem beim Wechsel von dicken zu dQn- 
nen oder von dQnnen zu dicken Flatten bzw. Folien weitgehend vermieden. 
Dadurch wird die HQhenlage der Baugruppe an unterschiedliche Dicken aufeln- 
anderfolgender Flatten bzw. Folien angepasst, die sich gleichzeltig im Bereich 
der Baugruppe befinden. Hierzu sind getrennte Versteileinrlchtungen erforder- 
lich. die separat und unabhangig voneinander angesteuert und angetrieben 
werden. 



Die Transportorgane sowohl In der Baugruppe oberhalb der Transportbahn als 
auch diejenlgen unterhalb der Transportbahn sind vorzugsweise langgestreckt 



ausgebildet und im wesentlichen 90** zur Transportrichtung und parallel zur 
Transportbahn angeordnet. Dadurch kann das Behandlungsgut sehr glelchmas- 
sig von den Transportorganen erfasst und befdrdert werden. 

Um ferner zu gewdhrleisten, dass die Baugmppe hdhenbewegbar ist, sind die 
obertialb der Transportbahn angeordneten Transportorgane in ausserhalb der 
Transportbalin angeordneten seitlichen Langlochlagern gefCilirt. Zum einen wird 
damit der sichere Antrieb der Transportorgane gewdiirleistet. Zum anderen wird 
sichergestelit, dass die Transportorgane und damit aucii die Baugruppe in 
senl^rechten FQhrungen gefQhrt wird. 

Durch geeignete Ausbildung der seitlichen FQhrungen fur die Transportorgane 
kann die Hohenlage der Transportorgane an die Dicke des Behandlungsgutes 
auch in der Weise angepasst werden, dass die Kraft begrenzt wird, die von den 
Transportorganen auf das jeweiis passierende Behandlungsgut ausgeObt wird, 
Hierzu ist ein unterer Anschlag fur die in den seitlichen Langlochern gefuhrten 
Wellen der Transportorgane vorgesehen, wobei die HQhenlage des unteren 
Anschlages an die Dicke des die Baugruppe passierenden Behandlungsgutes 
zusatzlich angepasst wird. Dadurch iiegen beispielsweise die Transportorgane 
in Verbindung mit StQtzfedem unter den unteren AnschlSgen nicht mit Ihrem 
ganzen Eigengewicht auf der Behandlungsgutoberflache auf, so dass deren 
Besohadigung vermieden wird. 

Zur naheren EriSuterung der Erfindung wird auf die nachfolgend beschriebenen 
AusfUhrungsbeispiele verwiesen. Es zeigen im einzelnen: 

Fig. 1 : schematisch eine Seitenansicht eines Behandlungsmoduls einer 
Horizontal-Durchlaufbehandlungsanlage im Schnitt in einer ersten 
Ausfuhrungsform; 

Fig. 2: schematisch eine Seitenansicht eines Behandlungsmoduls einer 
Horizontal-Durchlaufbehandlungsanlage im Schnitt in einer zwei- 
ten AusfQhrungsform; 



Fig. 3: 



schematisch eine Seltenanslcht eines Behandlungsmoduls einer 

Horlzontal-Durchlaufbehandlungsanlage im Schnitt in einer dritten 
AusfQhaingsfonn. 



Horizontal-Durchlaufanlagen der erfindungsgemassen Art bestehen im allge- 
melnen aus mehreren unterschiedlichen Behandlungsmodulen. durch die das 
flache Behandlungsgut. im folgenden Leiterplatten oder Piatten genannt. be- 
fordert wird. 

Fig. 1 zeigt ein einzeines Durchlaufbehandlungsmodul zum horizontalen che- 
mischen Behandein mit einem Qber Exzenteraclisen hdhenverstellbaren oberen 
Tragralimen. 

Die Leiterplatten 2 werden Qber untere Transportwalzen 12 und Uber obere 
Transportwalzen 3 auf einer horizonfelen Transportbahn 100 von eInem Ende 
des Moduls mIt gleichmSsslger Geschwindigkeit zum anderen Ende des Moduls 
transportiert 

WIe In Fig. 1 dargestellt 1st. besteht ein einzeines Modul aus einem Badbeliaiter 
1. der die BehandlungsflOssigkeit Im FIQssigkeitssumpf 17 aufnimmt. Der Bad- 
behaiter 1 welst hier zwel Seitenwande 24,25 auf. sowie eIne Vorder- und eine 
RQckwand. von denen nur die RQokwand 21 in Fig. 1 dargestellt 1st. Ausserdem 
sind eine Abdeckung 22 sowie ein Behalterboden 23 vorgesehen. An dereln- 
laufseitigen Seitenwand 24 1st ein horizontaler Schlltz 15 vorgesehen. durch 
den die Leiterplatten 2 in das l\^odul elngefahren werden. An der auslaufeeltigen 
Seitenwand 25 ist ebenfalls ein horizontaler Schlltz 16 vorgesehen. aus dem die 
Flatten 2 aus dem Modul wieder ausfehren. 

Ober nicht dargestellte Pumpen und Rohrleltungen wird die BehandlungsflQssig- 
kert Qber Behandlungseinrlchtungen. in diesem Beispiel eine obere SchwalldOse 
6. hier zur besseren Darstellung im Schnitt dargestellt. fQr die chemische Be- 
handlung der Piatten 2 zugefQhrt. 
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Die Sch>A^lidQse 6 ist an einem vertikal beweglichen Tragrahmen 4 befestlgt. 
Die HShenlage des Tragrahmens 4 und der an ihm befestigten Beliandlungs- 
einrlchtung 6 wind Qber liier nicht dargestellte Stellantriebe sowie Exzenterwel- 
len 5 eingestellt. Hierzu ist der Tragralimen 4 Ober Tragelemente 26 auf Exzen- 
tenvellen 5 abgestUtzt, die sicli im wesentlichen quer zur Transportbahn parallel 
zu den Seitenwanden 24 bzw. 25 erstrecken. Durcli Drehung der Exzenterwel- 
len 5 werden die Tragelemente 26 und damit der Tragrahmen 4 in Richtung der 
Pfelle 27 In vertikaler Richtung bewegt. 

Im Tragrahmen 4 ist auch eine Lagerung 11 der oberen Transportwalzen 3 in 
Form von Langldchem angebracht. Die Lagerung 11 in den LanglOchem Ist 
trotz der HOhenverstelleinrlohtung vorteilhaft. Die HOhenlage des untersten La- 
gerpunktes der Lagemng 11 1st so gewahlt. dass die Walzen 3 einerselts beim 
Einlaufen einer Leiterplatte 2 nur im Zehntelmlllimeter-Berelch nach oben ge- 
drQckt werden mUssen, urn die von der Platte aufeubringende Schubkraft klein 
zu halten, anderersefts aber mit ihrem Eigengewlcht oder durch Federkraft die 
Platte sicher nach unten drQcken konnen, auch gegen die Schubkraft einer evtl. 
unten angeordneten Spritzduse (Im dargestellten AusfOhmngsbeispiel nicht 
vorgesehen). Die unteren Transportwalzen 12 sind in eInem stan-en Transport- 
walzenlager 13 gelagert. 

Ober eine nicht dargestellte Steuemng der Aniage sowie nicht dargestellte An- 
triebe werden die ExzentenA^elle 5 vor dem Einlaufen einer Platte 2 in das jewei- 
lige Behandlungsmodul links herum oder rechts herum gedreht und damIt die 
HShenlage der oberen SchwalldOse 6 Qber den Tragrahmen 4 so verandert, 
dass trotz unterschiedllcher Plattendicke der Abstand von der unteren Mantelll- 
nie der oberen Transportwalzen 3 zur sich annShemden Leiterplatte 2 immer 
gleich gross bleibt. Gleichzeltig wird dabel auch die Hohenlage der oberen 
SchwalldQse 6 entsprechend der Dicke der Flatten 2 verSndert. Durch diese 
Massnahme ist es moglich, den Durchmesser der oberen Transportwalzen 3 
klein zu halten, urn die Gefahrdes Anklebens bei Behandlung von Folienmate- 
rlal zu verrlngern, wertvolles Material fQr die Herstellung der Walzen 3 einzu- 
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sparen und den Transport der Leiterplatlen 2 sicherzu gestalten. 

warden die Walzenlager 1 1 von der Verstelleinrichtung 4,5,26 nlcht angeho- 
ben, wenn eine Lelterplatte 2 auf die Transportwalzen 3 stosst, w§re die auf- 
zuwendende Kraft durch die Leiterplatten 2 mittels Vorechub der Flatten 2 fOr 
das Anlieben der Walzen 3 durch den ungQnstlgeren Andriickwinkel zwischen 
Plattenkante und Transportwalze 3 wesentllch hbher. Dies wQrde bei dicl<eren 
Flatten 2 oftmals zu einem Plattenstau in dem Modul und damit zu einer St6- 
rung und gegebenenfalls zum Aussciiuss bei der Produl<tion fQhren. 

Die Emilttiung der efforderlichen HSiienlage der Hubeinriciitung 4,5,26 wIreJ von 
der Plattendicl<e abgeleitet. Die Flattendiclce Icann vor dem EInlauf der Flatten 2 
Oder bei der Beladung mittels eines Sensors emriittelt werden (iiier nicht dar- 
gestellt). Das fflr eIne bestimmte Flatte 2 ennittelte Steuersignal in Abhangigkelt 
von deren Dicke wird zu einem bestimmten Zeitpunkt an die Verstelleinrichtung 
4,5,26 ubergeben, so dass der Verstellantrieb angesteuert wird. Hierzu wird die 
aktuelle Fosition der Flatte 2 wShrend des Durchlaufes durch die gesamte An- 
lage anhand der Transportgeschwindigkeit berechnet und der Zeitpunkt ermit- 
telt, zu dem die Flatte 2 die betreffende Baugruppe passiert. Danach wird die 
HShenlage des oberen Tragrahmens 4 einschliesslich der Transportwalzen 3 
und der Behandlungseinrichtung 6 zeitrichtig eingestellt. 

Andert sich die Dicke der Flatten nur in grtisseren ZeltabstSnden, beispiels- 
weise in der Massenproduktion, so kann die Verstellung der oberen Baugrup- 
pentrdger auch von Hand vorgenommen werden. In diesem Falle signalislert 
die Steuerung den richtigen Zeitpunkt fQr die Verstellung und den Sollwert Qber 
entsprechende Signalgeber an der Aniage an das Bedienungspersonal, wel- 
ches die entsprechende Einstellung von Hand vornimmt. 

Zur Vereinfachung der Darstellung sind untere Behandlungseinrichtungen, die 
auf ein fixes Niveau eingestellt sind, in Fig. 1 nlcht dargestellt. 



In Fig. 2 ist ein Horizontal-Durchlaufbehandlungsmodul zum Galvanisleren in 
einerzweiten AusfOhrungsfonn dargestellt. 

Auch in diesem Fails besteht ein einzelnes !\/Iodui aus einem Badbeh§lter 1 , der 
die BeliandlungsflQssigl<eit im Fiassigkeltssumpf 17 aufnimmt. Der BadbehSlter 
1 weist ebenfalls zwei Seitenwande 24,25 sowie eine Vorder- und eine RQck- 
wand auf, von denen nur die RQclcwand 21 dargestellt ist. Ausserdem sind eine 
Abdeckung 22 sowie ein Beli§lterboden 23 vorgesehen. An der einlaufeeitlgen 
Seitenwand 24 ist ein horizontaler Schlitz 15 vorgesehen. durch den die Leiter- 
platten 2 in das Modul eingefahiren werden. An der auslaufeeitigen Seitenwand 
25 ist ebenfalls ein horizontaler Schlitz 16 vorgesehen. aus dem die Flatten 2 
aus dem Modul wieder ausfahren. 

Oberhalb und unterhalb der Transportbahn 100 fQr die Flatten 2 befinden sich 
in diesem AusfOhrungsbeispiel unlosliche Anoden 7,8. Strom wird den Flatten 2 
in diesem Beispiel durch nicht dargestellte Kontaktklammem am seitlichen 
Rand der Flatten 2 zugefQhrt. Altemativ hierzu konnen auch oberhalb und un- 
terhalb des Behandlungsgutes 2 angeordnete kathodisch gepolte elektrlsch 
leitfahige Kontaktwalzen verwendet werden, die jedoch wegen der Gefehr einer 
Metallisierung h§ufig ausserhalb der BehandlungsflQssigkeit angeoitlnet sind. 

Der Abstand der unteren Anoden 8 zu den Flatten 2 ist fest vorgegeben und bei 
alien FlattenstSrken gleich gross, well die unteren Transportrader 18 auf einem 
fest eingestellten Niveau gelagerl sind und sie dadurch die Lage der Unterseite 
der Flatten 2 bestimmen. Die Flatten 2 werden in diesem IVIodul nicht durch 
Walzen sondem durch schmale Transportrader 18 transportiert. weil Walzen 
eine zu starke Abblendwirkung des elektrischen Feldes gegenQber den Flatten 
2 hatten. Die Transportrader 18 ragen durch Schlitze in den unteren Anoden 8 
in die elektrolytische Teilzelle zwischen der Transportbahn 100 und der unteren 
Anode 8 hinein. 

Der Abstand zwischen der oberen Anode 7 und der Oberseite der Leiterplatten 
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2 wird entsprechend der Dicke dieser Platten 2 Qber einen Tragrahmen 4. Spin- 
delmuttern 10 und durch Drehen der Gewindesplndein 9 mittels nicht dargestell- 
ter Antriebe verandert. Wurden dicke Platten 2 ohne Anpassung dieses Abstan- 
des produzlert, ware dieser oben geringer als bel der Produktlon von dOnnen 
Platten Oder Folien 2, so dass es zu ortlichen Unterschleden der kathodischen 
Stromdichte und somit gegebenenfalls zu Anbrennungen im Metallniederschlag 
kommen wQrde, weil die Spitzenwirkung von Kanten und inselfl3chen bei unter- 
schiedlichen Anoden/Kathoden-AbstSnden erheblich differieren wQrde. 1st der 
Anoden/Kathoden-Abstand der Zelle, und damit der Stromkreislauf im Elek- 
trolyten zum Beispiel auf 10 mm festgelegt, erglbt sich ohne Verstellung der 
oberen Anoden 7 bei einer Plattendicke von 0,5 mm ein oberer Anoden/Kath- 
oden-Abstand von 9,5 mm. 1st die Platte dagegen eIn Multilayer mit einer Dicke 
von 5 mm, betrSgt der Abstand oben nur noch 5 mm und ist damit gegenuber 
dem unteren Abstand um etwa 50 % kleiner. Dieser Unterschied Ist nichit mehr 
tolerierbar. 

Durch Anheben der oberen Anoden 7 in Abhangigkeit von der Dicke der Platten 
2 beim Einlaufen in das Modul konnen Qualitsitsunterschlede und im Extremfall 
Ausschuss bei der Produktlon sicher venmieden werden. 

In Fig. 3 ist eine weitere bevorzugte AusfUhrungsfonn der erfindungsgemassen 
Durchlaufanlage dargestellt. BezDglich der elnzelnen Elemente der Aniage wird 
auf die Beschreibung zu Fig. 1 Bezug genommen. Gieiche Bezugszeichen be- 
zeichnen dieselben Elemente. In diesem Falle kdnnen das einlaufseitige und 
das auslaufseitige Ende des Tragrahmens 4 unabhangig voneinander angeho- 
ben, abgesenkt bzw. verschwenkt werden, Dadurch wird auch beim Wechsel 
von Leiterplatten 2 mit geringer Dicke zu dicken Leiterplatten 2 oder umgekehrt 
ein mOglichst gleichmassig grosser Abstand der oberen Leiterplattenoberfl§che 
von den Behandlungselnrlchtungen, hier der SchwalldQse 6, gewahrleistet. 

Vor dem Einlaufen der Platten 2 wird hierzu zun§chst die einlaufseitige Hohen- 
verstelleinrlchtung 4,5,26 auf der rechten Selte in Fig. 3 betStigt. Nachdem die 
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erste Platte 2', die belspielswelse sehr dQnn sein kann, etwa die halbe Streclce 
des Tragralimens 4 zurQckgelegt liat, wird die auslaufeeitige Verstelleinrichtung 
4,5,26 auf der linken Seite von Fig. 3 betatigt. Foigt danach eine dickere Platte 
2, wird die reclrte Verstelleinrichtung 4,5,26 wieder derart betStigt, dass der 
Tragrahmen 4 auf der Einiaufeeite angelioben wird. Dadurch wird die Baugrup- 
pe mit der SchwalldQse 6 und den Transportwalzen 3. die Qber den Tragrahmen 
4 fest miteinander verbunden sind, fortwahrend in AbhSngigkeit von der Dicke 
der jeweiis passierenden Leiterpiatte 2 um eine Achse verschwenkt, die sich 
quer zur Transportbahn 100 in horizontaler Wchtung erstreckt. 

Durch diese Schwenkbewegung der Baugruppe eriibrigt es sich, beim Wechsei 
von Platten 2 mit einer bestimmten Dicke zu Platten 2* mit einer wesentlich an- 
deren Dicke Dummypiatten oder LQcken im Produktionsfluss fahren zu mQssen. 
Folgt zum Beispiel auf eine dOnne Platte 2* eine dicke Piatte 2, so w3ren die 
angehobenen Walzen 3 ohne die getrennten Verstelleinrichtungen 4,5,26 beim 
Einlaufen der dicken Platten 2 nicht in der Lage, die noch im Modul befindlichen 
dOnnen Platten 2' an der Auslaufseite zu halten und zu befSrdem. Werden aber 
zundchst nur die Transportwalzen 3 auf der Einlaufseite entsprechend den 
nachfolgenden dickeren Platten 2 angehoben. kdnnen die an der Auslaufseite 
noch tiefer positionierten Transportwalzen 3 die ddnneren Platten 2' noch sicher 
halten. 
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PatentansprQche: 

1 . Horizontal-Durchlaufanlage zum galvanotechnischen Behandein von Be- 
handlungsgut (2), umfassend folgende Einrichtungen: 

(a) jeweils mindestens ein Transportorgan (3;12,18) fQrdas Be- 
handlungsgut (2) oberhalb und unterhalb einer horizontalenTransport- 
bahn (100), in der das Behandlungsgut (2) in einer Transportriclitung 
(14) durcli die Durchiaufenlage befSrderbar ist; 

(b) mindestens eine Behandlungseinrichtung (6) fOr das Beliandlungsgut 
(2), die oberhalb der Transportbahn (100) angeordnet und die zusam- 
men mit dem mindestens einen Transportorgan (3) oberlialb der Trans- 
portbalin (100) eine Baugruppe bildet; 

(o) mindestens eine Verstelleinriciitung (4;9,10;5,26) fur die Baugruppe, 
wobei die mindestens eine Verstelleinrichitung (4;9,10;5,26) derart aus- 
gebildet ist, dass die Baugruppe im wesentliciien vertilcal aniiebbar oder 
absenl<bar ist und/oder verschwenkbar ist. 

2. Durclilaufaniage nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, dass IVIittel 
(4;9,10;5,26) vorgeselien sind. mit denen der Abstand der Baugruppe von die 
Baugruppe passlerendem Behandlungsgut (2) im wesentllchen immer gleich 
gross gehalten werden kann. 

3. Durchlaufanlage nach einem der vorstehenden AnsprOche, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass mindestens ein Sensor zur Emriittlung der Dicke des Be- 
handlungsgutes (2) vorgesehen ist. 

4. Durclilaufaniage nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der min- 
destens eine Sensor im Einlaufbereich der Durchlaufanlage fDr das Behand- 
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lungsgut (2) angeordnet ist. 

5. Durchlaufanlage nach einem der vorstehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass ein Speicher fiir Daten zur Dicke des Behandlungsgutes 
(2) vorgesehen ist. 

6. Durchlaufanlage nach einenn der vorstehenden AnsprOche, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass Mittel zur logischen Verfolgung des Behandlungsgutes (2) 
in der Durchlaufanlage sowie eIn Steuemngssystem fQr die mindestens eine 
Verstelleinrichtung (4;9,10;5,26) fOr die Baugruppe vorgesehen sind, so dass 
durch die Mittel zur logischen Verfolgung des Behandlungsgutes (2) und das 
Steuerungssystem die H6henlage der Baugruppe an die Dicke von die Bau- 
gruppe jewells passierendem Behandlungsgut (2) anpassbar ist. 

7. Durchlaufanlage nach einem der vorstehenden AnsprQche, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die mindestens eine Verstelleinrichtung ausgewahit ist aus 
der Gruppe, umfassend eine motorisch angetriebene Exzenterwelle (5), eine 
motorisch angetriebene Gewindespindel (9), eine hydraulisch Oder pneumatisch 
angetriebene Verstelleinrichtung und einen motorisch angetriebenen Sellzug. 

8. Durchlaufanlage nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass Hilfs- 
energie fiir einen hydraullschen Antrieb der mindestens einen Verstelleinrich- 
tung mindestens einer Pumpe an der Durchlaufanlage entnehmbar Ist. die fQr 
die Versongung von Spritz-, SprGh- oder SchwalldOsen (6) und/oder fOr die 
KrelslauffQhrung von BadflQsslgkelt fUr die BadumwSlzung vorgesehen ist. 

9. Durchlaufanlage nach einem der vorstehenden AnsprUche, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die mindestens eine Behandlungseinrichtung ausgewahit 
Ist aus der Gruppe, umfassend Anoden, Kathoden, Spritzdusen, SchwalldOsen 
(6), SprQhdQsen und Bias- und SaugdQsen fQr Gase sowie ZusatzfQhrungs- 
elemente fQr dQnnes Behandlungsgut (2). 
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10. Durchlaufenlage nach einem der vorstehenden AnsprQche, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass das mindestens eine Transportorgan (3;12,18) langge- 
streckt ausgebildet ist und sich in horizontaler Richtung und im wesentlichen 
quer zur Transportrichtung (14) erstreckt. 



11. Durchlaufanlage nach Anspaich 10, dadurch gekennzeichnet. dass das 
mindestens eine oberhalb der Transportbahn (100) angeordnete Transportor- 
gan (3) in ausseriialb der Transportbahn (100) angeordneten seltlichen Lang- 
lochlagern (11) gefQhrt ist. 

12. Durchlaufanlage nach einem der vorstehenden AnsprQche, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass das mindestens eine Transportorgan ausgewShlt ist aus 
der Gruppe. umfassend Transportwalzen (3;12) sowie auf einer Achse ange- 
ordnete Transportrollen (1 8). 

13. Verfahren zum galvanotechnischen Behandein von Behandlungsgut in einer 
Horizontal-Durchlaufanlage, bei dem 

(a) zun§chst Daten zur Dicke des Behandlungsgutes (2) vor dessen Zu- 
fflhrung zur Durchlaufanlage erfasst und in einem Datenspeicher gespei- 
chert werden; 

(b) das Behandlungsgut (2) in einer Transportrichtung (14) zur Durchlauf- 
anlage zugefQhrt und In einer Transportbahn (100) durch die Durchlauf- 
anlage hIndurchgefQhrt wird; 

(c) eine Baugruppe, die mindestens ein Transportorgan (3;12,18) fOr das 
Behandlungsgut (2) sowie mindestens eine Behandlungseinrichtung (6) 
aufwelst und die oberhalb der Transportbahn (100) in der Durchlaufanla- 
ge angeordnet ist, derart eingestellt wird, dass die Baugruppe gegenQber 
der Transportbahn (100) in Abhangigkeit von der Dicke von jeweils pas- 
sierendem Behandlungsgut (2) angehoben oder abgesenkt und/oder 
verschwenkt wird. 
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14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Abstand 
der Baugruppe von die Baugruppe passierendem Behandlungsgut (2) Im we- 
sentlichen immer glelch gross gehalten wird. 

15. Verfahren nach einem der AnsprQche 13 und 14, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Dicl<e des Behandlungsgutes (2) am Einlauf in die Durchlaufanla- 
ge mittels mindestens einen Sensors ermittelt wird. 

16. Verfahren nach einem der AnsprQche 13 bis 15, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Daten zur Diclce des Behandlungsgutes (2) In Steuersignaie konver- 
tiert und die Steuersfgnale zur Ansteuerung mindestens einer Verstellelnrlch- 
tung (4;9,10;5,26) zum Anheben, Absenken und/oder Verschwenken der Bau- 
gruppe Qbertragen werden. 

17. Verfahren nach einem der AnsprQche 13 bis 16, dadurch gekennzeichnet, 
dass der jeweilige Ort, an dem sich das Behandlungsgut (2) in der Durchlauf- 
anlage befindet, stSndig logisch verfolgt wird und die Baugruppe in AbhSngig- 
keit von dem Ort angehoben, abgesenkt oder verschwenlct wird. 

18. Verfahren nach einem der AnsprQche 13 bis 17, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Baugmppe Qber mindestens eine mittels eines Stellantriebes angetrie- 
bene Verstelleinrichtung, ausgewShlt aus der Gruppe, umfassend motorisch 
angetriebene Exzenterwellen (5), motorisch angetriebene Gewindespindein (9), 
hydrauiische Antrlebe, pneumatische Antriebe und motorisch angetriebene Seil- 
zQge, angehoben, abgesenkt und/oder verschwenkt wird. 

19. Verfahren nach einem der AnsprQche 13 bis 18, dadurch gekennzeichnet, 
dass Hllfsenergle fQr eInen hydraullschen Antrieb der mindestens einen Ver- 
stelleinrichtung mindestens einer Pumpe an der Durchlaufanlage entnommen 
wird, die die Spritz-, SprQh- oder Schwalldusen (6) versorgt und/oder die fQr die 
Kreislauffuhrung von BadflQssigkeit fQr die Badumwaizung vorgesehen ist. 
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20. Verfahren nach einem der AnsprQche 13 bis 19, dadurch gekennzelchnet, 
dass ein Sollwert fQr die IHdlieneinsteilung der Baugruppe durcli IVIessen der 
Diclce des Beliandlungsgutes (2) beim Zufiiliren zur Durchlaufanlage und durch 
loglsches Verfolgen des Beiiandiungsgutes (2) walirend des Durcliiaufes durcii 
die Durcliiaufaniage ermitteit wird. 

21. Verfaliren nacli einem der AnsprQciie 13 bis 20, dadurch gekennzefchnet. 
dass die Baugruppe waiirend der Befdrderung des Behandlungsgutes (2) durch 
die Durchlaufanlage so verschwenitt wird, dass die HSheniage des einlaufseiti- 
gen Bereichs der Baugruppe an die Dicl<e von neu zugefOhrtem Behandlungs- 
gut (2) angepasst wird und die Baugruppe beim weiteren Passieren des Be- 
handlungsgutes (2) emeut so verschwenkt wird, dass nunmehr die H5henlage 
des auslaufseitigen Bereichs der Baugruppe an die Dicke dieses zugefQhrten 
Behandlungsguts (2) angepasst wird. 

22. Verfahren nach einem der Anspriiche 13 bis 21, dadurch gekennzelchnet, 
dass die H5henlage der Baugruppe an die Dicl^e des Behandlungsgutes (2) in 
der Welse angepasst wird, dass die Kraft, die von dem mindestens einen 
Transportorgan (3) auf das jeweils passierende Behandlungsgut (2) ausgeUbt 
wird, begrenzt wind. 
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Horizontal-Durchlaufanlage und Verfahren zum galvanotechnischen Be- 
handeln von Behandiungsgut 

Zusammenfassung: 

Bel der Herstellung von unterschiedlich dicken Leiterplatten besteht das Pro- 
blem, dass die Behandlungswirkung an verschiedenen Stellen auf der Platten- 
aussenseite und im Inneren der Bohrungen mit zunehmender Stromdichte und 
mit geringerwerdendem Durchmesser der Bohrungen ungleichmassigerwird. 
Zur Ldsung dieses Problems werden eine Horizontal-Durchiaufanlage sowie ein 
Verfahren zum galvanotechnischen Behandein von Leiten^latten beschrieben. 
Zur Herstellung der Leiterplatten werden Daten zur Diclce des Behandlungs- 
gutes vor dessen ZufQhrung zur Durchlaufanlage erfasst und in einem Daten- 
speicher gespeichert, das Behandiungsgut \<vlrd durch die Durchlaufanlage hin- 
durchgefOhrt, und eine Baugruppe, die mindestens ein Transportorgan fUr das 
Behandiungsgut sowie mindestens eine Behandlungseinrlchtung (6) aulweist 
und die oberhalb der Transportbahn in der Durchlaufanlage angeordnet ist, wird 
derart eingestellt, dass die Baugruppe gegenQber der Transportbahn in AbhSn- 
gigkeit von der Dicke von jeweils passierendem Behandiungsgut angehoben 
Oder abgesenkt und/oder verschwenkt wird. 



(Fig. 1) 



